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Technologia grafenowa vs zwykte panele stoneczne
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Panel wykonany w technologii grafenowej

Zwykty panel stoneczny

Przepuszczalnos$é
Swiatta

94,2% — moc paneli stonecznych wzrasta

93.70%

Poréwnanie
gromadzenia pytéw

Pyly nie pozostajg na panelu — 6,28 g/m2 (panele zainstalowane na
zewnatrz przez miesigc)

Pyty tatwo sie gromadzg — 13,82 g/m2 (panele
zainstalowane na zewnatrz przez miesigc)

Wptyw pytéw na
dziatanie

Spadek mocy modutu o0 2,85%
(identyczny typ i liczba modutdw oraz sSrodowisko testowe)

Spadek mocy modutu o 8,52%
(identyczny typ i liczba modutéw oraz srodowiskotestowe)

Temperatura pracy

Temperatura obnizona srednio o 1°C i maksymalnie o 2°C.

Temperatura panelu sie nie zmienia

Dziatanie i konserwacja

Czestotliwosc¢ czyszczenia paneli ograniczona o 30%.
€ y p g

/

Samoczyszczenie

Samoczyszczgce (wysoka hydrofilowos¢, woda tatwo sptywa,
substancje organiczne szybko ulegajg rozktadowi)

Brak mozliwosci samoczyszczenia (hydrofobowo$é, woda
nie sptywa tatwo)

Generowana moc

2% wyzsza

/

Stopien degradacji

15% w panelach double glass wykonanych w technologii grafenowej
w ciggu 25 lat

19,32% w zwyktych panelach z jedng taflg szkta w ciggu
25 lat
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Zastosowanie technologii grafenowej

Grafen jest znany jako krél nowych materiatow.
Jest to najcienszy, najlzejszy, najbardzie;
elastyczny, najmocniejszy i najlepiej
przewodzgcy nanomateriat. Mowi sie, ze to

rewolucyjny materiat na miare XXI wieku.




Filtry w wielu ré6znych branzach
Komputery kolejnej generacji z racji na doskonate
przewodzenie pradu

Kable stosowane w windzie kosmicznej

Wyswietlacze komputerow, telewizorow i smartfonow
Ogniwa stoneczne nowej generacji

Detektor fotonow

Dezynfekcja w medycynie i opakowania zywnosci

Nowe niesamowicie wytrzymate materiaty i kompozyty —
nowy plastik

Przezroczyste ekrany dotykowe, tablice przepuszczajgce
Swiatto

Zintegrowane obwody o wysokiej wydajnosci i nowe
urzgdzenia nanoelektroniczne

Ultracienkie i ultralekkie materiaty do stosowania w lotnictwie
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Szkio pokryte grafenem

Zasada techniczna: Wykorzystanie powtoki grafenowe;j
korzystnie wptywa na witasciwosci przepuszczania swiatta,
samoczyszczenia oraz fotokatalizy, co skutkuje przyrostem

Mmocy generowanej przez panele.
Produkty | generacji: powtoka grafenowa po jednej stronie

Produkty Il generaciji: dwustronna powtoka grafenowa

(na etapie badan)

wynlku Wykorzystanla doskona’fych WlaSCIWOSCI przewodzenla | przepuszczanla SW|at’fa

ktérymi charakteryzuje si¢ grafen.
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Przepuszczalnos¢ swiatta przez szkio pokryte grafenem

topien przepuszczalnosci(%)

Krzywa szerokiego spektrum
przepuszczalnosci Swiatta przez szkto z
powtokg grafenowg

....
L
A

Dtugosc fali(nm)

: @ Szkto z powtoka grafenowg ma doskonate

= wiasciwosci przepuszczania Swiatta:

: % Przepuszczalno$¢ AM1,5: 94,05%

= % Przepuszczalno$é $wiatta widzialnego: 94.20%

z powtoka grafenowg

bez powtoki grafenowej
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Struktura réznych powtok Poréwnanie gromadzenia sie TALKU
-‘* : : P .~ ~ it U
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Szkto pokryte grafenem

Struktura otworéw w zwyklej T e e Zwykle szkto
powloce
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Kat zwilzania — ponizej 20° Kat zwilzania — powyzej 90°

Kat zwilzania — ponizej 5°

@ Kat zwilzania powtoki grafenowej — 4,5

‘llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
B Powierzchnia bez
‘ powtoki
grafenowej

Powierzchnia
z powtoka
grafenowg
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Efekt samoczyszczenia szkla w technologii grafenowej

Trend gromadzenia pyléw na powierzchni panelu

ﬂ accumulate period Washing period

Gromadzenie K of sunny day of raining day
Normal Glass

accumulate

N

Gra.phene technology glass

Poréwnanie gromadzenia pytow
po miesiecznym uzytkowaniu na

. e
w== Szkto pokryte Szkto ze zwykta
grafenem powtoka

Zwykty panel
stoneczny

Panel z powloka grafenowa
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Since 1988
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Testy wytrzymalosci szkta pokrytego grafenem

Przepuszczalnosc swiatta, twardos¢, kat zwilzania, rozktad organiczny

Odpornos¢ na piasek Odpornosé na kwasy

Gid eelEteen 0t Promieniowanie UV — 60 (200 um piasek kwarcowy (Nasigkanie w kwasie Odpornos¢ na neutralng

85°C, 85% wilgotnosci,

1000 godzin powtarzany 200 razy kWh/m? wyrzucany z predkoscia chlorowodorowym 1 mol/I mgte solng
10 m/s przez 25 h) przez 24 h)
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Wplyw gromadzenia pylow na wydajnosc¢ paneli stonecznych
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Wplyw gromadzenia pytlow na temperature pracy paneli stonecznych

Panele stoneczne zamontowane na zewnatrz przez miesigc

Panele ze zwykia powloka Panele powtoka grafenowa

/

VS

05¢ pytu: 13,8

68.0 Maksymalnie 2°C réznicy,

EEE _ $rednio 1°C réznicy.
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Wptyw gromadzenia pylow na wydajnosc¢

paneli stonecznych

Wydajnos¢ zakurzonych paneli

i for [ B4 B wW/m2
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Szkody wynikajgce z zanieczyszczen organicznych, takich jak ptasie odchody

e
g

1l
Rl

Ptasie odchody skutkuja pogorszeniem stanu paneli. Dlugookresowe dziatanie

ptasich odchodéw na panele moze obnizy¢ wydajnos¢ i trwatosé produktu,

a takze zwiekszy¢ ryzyko pozaru.
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Raport wydajnosci paneli z powtoka grafenowa

Cel :
Monitoring i porédwnanie generowanej mocy.

Monitoring i porédwnanie efektu samoczyszczenia.

Specyfikacja paneli stonecznych

Pierwsza grupa testowa: panele polikrystaliczne
265 W z powtokg grafenowa

Druga grupa testowa: panele polikrystaliczne

265 W ze zwykig powtoka

ke

Teren testu: fabryka Znshine
(Kazda grupa sktada sie z 13 sztuk paneli stonecznych)
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Wyniki testu paneli z powtoka grafenowg — wzrost generowanej] mocy

power generated

20

Wyzsza moc generowana przez Gains of power generation for

each watt panele z powloka grafenow3 graphene coating solar modules
0.09 4.50%
0.08 BN normal 4.00%
' : ﬂ ' P graphene '
0.07 - 3.50%
power generation gains

0.06 - 3.00%
0.05 - 2.50%
0.04 - 2.00%
0.03 - 1.50%
0.02 - 1.00%
0.01 - 0.50%

0 - T T T 0.00%

3= 7H 8H gH 108 11H 12H

Z miany w mocy po testach na zewnatrz

Moc po

Pierwotna uzytkowaniu . JALE Wptyw pytu
moc przez 3 Zmierzona po spadek mocy
czyszczeniu

| Rodzaj panelu
miesigce

Powtoka

268,123 257,396
grafenowa

Zwykte 269,988 243,661
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Wyniki testu paneli z powtoka grafenowg — efekt hydrofilowy

Zwykte szkio Technologia grafenowa

Powtoka grafenowa ma wyrazne wtasciwosci
- hydrofilowe
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Wyniki testu paneli z powtoka grafenowg — wtasciwosci przeciwpytowe

ktego panelu polikrystalicznego
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Pojawienie sie technologii grafenowej przyspiesza spadek kosztow
pradu elektrycznego w branzy fotowoltaicznej
1. Szkto pokryte grafenem wykazuje sie lepszg wydajnoscig w catym systemie i zwieksza

wskaznik rentownosci inwestycji.
2. Szkto pokryte grafenem ma wtasciwosci samoczyszczgce, ktére obnizajg koszty obstugi.
3. Szkto pokryte grafenem ogranicza ryzyko wystepowania gorgcych punktow w panelach i

zwieksza bezpieczenstwo uzytkowania.

Technologie grafenowa mozna zintegrowac z istniejacymi
technologiami ograniczajacymi koszty lub zwiekszajacymi wydajnos¢

1. Powtoka grafenowa uwzglednia rdzng przepuszczalnosé swiatfa i dtugosc fali, co jest spdjne z

technologig PERC i stosowaniem czarnego silikonu.

2. Szkoto pokryte grafenem mozna wykorzysta¢ w réznego rodzaju panelach (zwyktych, double

glass i innych).
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